
AZ 5214E紫外光刻胶提高其成膜性和显影性

产品名称 AZ 5214E紫外光刻胶提高其成膜性和显影性

公司名称 厦门良厦贸易有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10
190号（注册地址）

联系电话 0592-6013840 15396145919

产品详情

AZ5214E?????????/????????????lift-
off?????AZ5214E????1.5?m~3?m?AZ5200E????????0.5?m~6?m?

AZ5214E???

1) ?????????(lift-off??)?

2) ????/????

3) ????????

AZ 5200E????????????

?? ?100? 60? (DHP)?

?? ?I???????/???????

???? ?110~125? 90? (DHP):????30??

???? ?310~405nm

 (??????????)?

?? ?AZ300MIF (2.38%) 23? 30~60?Puddle?

        ?AZ Developer(1:1)23? 60?Dipping?

        ?AZ400K(1:4)23? 60?Dipping?



?? ?????30??

?? ?120? 120? (DHP)?

?? ?AZ????/?????????

?????

型号 AZ5206E AZ5214E AZ5218E AZ5200NJ
粘性 7mPa 25mPa 40mPa 85mPa

AZP4620?????????????G??????????????????GMR?????

???

1) ?????????

2) ??????????????

3) ????????

???????

?? ?100? 90??? (DHP)

?? ?G???????/???????

?? ?AZ300MIF???23? 60~300?

?? ?????

?? ?120? 60???

?? ?AZ????/????????

?????

型号 AZ P4210 AZ P4330 AZ P4400 AZ P4620 AZ P4903
粘性 49mPa 115mPa 160mPa 400mPa 1550mPa

AZ4500??  AZ4562

???????????

???

AZ  4500???AZ  4533?AZ  4562????????????????????????????????

l &bsp;?????????????



l  ????????????????????????

l  ??????????????KOH?TMAH?

l  ??????????????AZ100??????????????

l  ?g?h?i?????320-440 nm?

l  ???????? 3-30??

AZ  4500???AZ  4533?AZ  4562???????????????????????????

光刻胶型号 光刻胶膜厚范围 包装规格
AZ  4533 转速为4000 rpm时，膜厚约为3.3 m；通过改变转速，膜后可达2.5-5 m。 多规格包装，如1L、2.5L等
AZ  4562 转速为4000 rpm时，膜厚约为3.3 m；通过改变转速，膜后可达4.5-10

m；调整旋转轮廓（中等旋涂速度下短时间旋涂），可达30 m膜厚。
多规格包装，如1L、2.5L等

??????? 30 m?

???AZ4562?????????30????????????????????????????????????????????AZ4562??????????N2???
?????????30 m???????????????????AZ40 XT????

???——???AZ  4500???

???????????????????1?4???KOH?AZ400K????????????????????1?3.5 - 1?1???????

?????????????????????????TMAH??AZ326 MIF?AZ726 MIF?AZ826 MIF?????????

???——???AZ  4500???

????????????????AZ100??????DMSO???????????????? ??????????????????????????????>
140°C????????????????NMP?TechniStrip P1316??????

EM?

电子束光刻胶
型号 光源 类型 分辨率 厚度（um) 适用范围
SU-8 GM1010 电子束 负性 100nm 0.1-0.2 可用于做高宽比较大的

纳米结构。
HSQXR-1541-002/004/0
06

电子束 负性 6nm 30nm~180nm 分辨率好的光刻胶，抗
刻蚀。

HSQ Fox-15/16 电子束 负性 100nm 350nm~810nm 分辨率好的光刻胶，抗
刻蚀。

PMMA(国产) 电子束 正性 \ \ 高分辨率，适用于各种
电子束光刻工艺，常用
的电子束光刻正胶。

PMMA（进口） 电子束 正性 \ \ MicroChem，各种分子



量，适用于各种电子束
光刻工艺，常用的电子
束光刻正胶。

PMGI&LOR Lift-off???

PMGI&LOR????????????IC?MEMS???????????????????
???????????PMGI?LOR?????????????????????????????????(< 0.25m),????(>
4m)??????????????????????????????

???????????????????
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